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In this work we suggested to use the technological know-
how on the manipulation of silicon to fabricate molds 
to produce diamond replicas. The samples analyzed 
were silicon treated by diamond powder creating na-
nostructures on it. The diamond films were deposited 
by CVD technique. Then the silicon substrates were 
wet etched obtaining the diamond replica. An Atomic 
Force Microscope, the NanoScope IIIA from Digital Ins-
truments, performed the characterization concerning to 
roughness, lateral and vertical distances. 
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In terms of CVD diamond growth, several techniques 
have been announced concerning the best fim qua-
lity, growth rate, nucleation onset, price, etc.. In this 
work are presented studies to obtain very small grain 
CVD diamond ou quartz substrates using an enhan-
ced 2.45GH: microwave assisted technique based on 
Discharge Surface Wave Guide System. This techni-
que itself has been demonstrated to be a powerful one 
for basic investigations and many applications. Con-
sidering that the surfatron system is being investiga-
ted at the first time at high incident microwave power 
(up to 6.0k W), preliminary data are presented about 
the behaviour of the diamond growth parameters like 

substrate temperature, distance between substrate and 
plasma shell, microwave power, pressure inside the re-
actor, methane concentration in hydrogen, grain size, 
quality of the diamond film and nucleation rate deserve 
special attention. 
Because of the microwave plasma generation out of a 
resonant cavity, the diamond fim production can be 
better monitored. In this work, in order to increase 
the nucleation rate a negative polarised bias inside the 
reactor chamber between the plasma shell and the subs-
trate holder and also, a new substrate surface prepara-
tion using carbon subimplantation prior nucleation was 
studied as a function of diamond growth parameters. 
Diamond thin fim quality, grain size and roughness 
lias been studied by Raman Scattering Spectroscopy, 
Scanning Electronic Microscopy and Atomic Force Mi-
croscopy, respectively. 
The authors are grateful to FAPESP. 
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Neste trabalho é apresentada urna visão geral das pro-
priedades e estrutura de filmes de carbono amorfo hi-
drogenado com silício incorporado (Si-DLC) e de car-
beto de silício amorfo (a-SiC). É feita uma comparação 
entre o material produzido por PECVD, a partir de 
misturas gasosas de SiH4  e CH4, e o material produ-
zido por rf magnetron sputtering, a partir de um alvo 
de SiC sinterizado. No primeiro caso foi realizada uma 
variação da composição dos filmes, bem como do po-
tencial de auto polarização do eletrodo, que controla a 
energia dos íons que formam o filme. Desta forma foi 
possível obter filmes com composição na faixa de zero 
a 50 at. % de silício, com alta dureza e alta taxa de de-
posição, praticamente livres de tensão interna residual. 
No segundo caso foi realizada uma variação sistemática 
das condições de deposição (temperatura de substrato, 
potência e pressão de gás), permitindo a obtenção de 
filmes quase estequiométricos com dureza superior ao 
SiC cristalino. É discutida a influência das condições 
de preparação sobre as propriedades mecânicas e esta-
bilidade térmica dos filmes, procurando-se ressaltar as 
semelhanças e diferenças do ponto de vista estrutural 
existentes entre os dois tipos de material. São discuti-
das também as aplicações potenciais destes filmes. 


